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Motivation:

Die fortschreitende Miniaturisierung,
insbesondere in der Elektronik, erfordert neue
Techniken. Fur viele unterschiedliche technische
Anwendungen, wie optoelektronische, Bauele-
mente sind regelmalig angeordnete Nano- oder
Mikrostrukturen notwendig.

Die Strukturierung von Oberflachen, insbeson-
dere durch Kolloide aus Polystyrol (PS), hat auf-
grund guter Skalierbarkeit beziglich der
Maskengréfle und der Kristallparameter,
kommerzielle Bedeutung.

Im Zuge dieser Arbeit wurde ein vierstufiger Pro-
zess entwickelt um eine Lochmaske herzustellen.

Bearbeiter: John Meuthen

Zeitraum: Januar 2014 bis
September 2014

Methodik: AFM, CLSM, XPS, SEM

Gutachter: Prof. W. Maus-Friedrichs
Prof. F. Endres
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Die Proben wurden nach den verschiedenen Prozessschritten mikroskopisch (u.a. AFM, Ergebnisse oben) und spektroskopisch
(u.a. XPS, Ergebnisse unten) untersucht. Das PS wird wahrend des Atzens zersetzt, was sich in den oxidischen Spezies (XPS)
widerspiegelt. Die Abscheidung besteht aus SiN, ,50, 4, und wird durch die thermische Behandlung im letzten Schritt teilweise bis zu
SiO, oxidiert. Die Schicht ist jedoch so bestandig, dass die gewunschte Maske nicht entstanden ist. Die PS-Reste wurden aber
herausgel6st und es sind teilweise offene Hullen zurtickgeblieben. Alle anderen Schritte waren erfolgreich.
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